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todo para su obtencién que comprende el recubrimiento de un

dad de soluciones acuosas de humectacidén para obtener el re

. chazo de la tinta en &reas sin imagen del patrdn.

' mienté de imprimir, particularmente del tipo planogréfico,

‘plano del svbstrato, y se entintan selectivamente entonces

" RESUMEN DE LA INVENCION

Se describe un nuevo patrén de imprenta y un mé

substrato adecuado con una capa de una silicona que contie~
ne una composici6n polimera heterofésica. Se deposita des~
pués una- plantilla de imagen.en particﬁlas sobre la capa y
se fija sobre ella pars tener 4reas de imagen que puedan rej
cibir la tinta sobre dicha capa, El patrSn de imprenta re-

sultante queda entonces adecuado para imprimir sin necesi-

v FUNDAMENTOS DE LA INVENCION

Esta invencidn se refiere a.un nuevo procedi-
\

a nuevos patrones de imprenta, asi como a un método de im-
primir con ellos, '

La impresidn convencional puede dividirse en
fm7~amp1ips grupos de procesos que ineluyen la impresidn en
relieve, impﬁesién de entallgdo e impresidn planogréfica.
En la impresién en felieve, por ejemplo, las &reas de imprg

sibén del portador de imagen estén elevadas por.encima del -

paiaftransferencia a una hoja de copia por impreéién direc-
ta. La impresién de entallado supone sustancialmente el in
verso de ésta, y en ella las &rgas de’ imagen estén hundi-
das‘én el portador de imagen, junto a las &reas sin ima-
gen que quedan en la superficie, las &reas de impresién hun
aidas llevan splicadas la tinta que es eliminada de las
éréas gin imagen seguido de la transferencia de la imagen

hundida, entinteda a la hoja de copia. La impresidén plano~

~
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‘de copia, a través de un cilindro de "bayeta" o "impresibén"

tora| de 1magen. \

 sibn de las &reas de imagen de las placas litogréficas, de

* ll (ll.l nl ‘

grifica es uno de los tipos de impresidn mejor conocidos y

difiere de cualquiera de los dos tipos generales anteriores
en que'las &reas de imbresién o no-impresibn esthn sustan-
cialmente en el mismo plano del bortédor de imagen. Dentro.
de este tipo de impresidn estép incluidos el offset y la 1i
tografia en directo, dependiendo el primero de la transfe-

rencia de la 1ma°en indirecta desde el portador a una hoja

que gira en contacto con la superficie receptora de la ima-
gen y el portador de imagén, mientras que el Gltimo supo-

ne, como el ﬁéimino indica, la tranéferencia directa desde
el portador de imagen & 1a copla final o superficie recep=-

La litografifa en directo, aunque ampliamente

superada comercialmente por la litograffa en offset, tiene
algunas ventajas inclﬁyehdo su utilidad en un trﬁbajo en el
que son esenciales las pesadas capas de tinta, ési COmo unag|
marcha de trabajo algo mis répida que en el offset. Sin em
bargo, debido al contacto directo entre el portador de ima-

gen ¥y el material de imprenta, puede tener lugar la abra-

manera que se acorte su vida 4til, particularmente si la

propia "imagen" es relativamente débil mecanicamente., Aun-
que ghora es posble conseguir marchag de produccidn }argas
en litografia directe por medio de placas bimetélicas, en

las que las &reas de impresidn consisten en un metal y las
freas de no impresidén consisten en un metal diferente, no |
fexistian placas de este tipo durante el tiempo de mayor cre
cimiento de la industria de imprente y litografia directa,

periodo de importancia significativa para que fuera amplia
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“ca con una solucidn "fuente" de agua en cada ciclo de im-

terial como el agua, que se excluye mubuamente con la tin-

macién del patrdn con la imagen, puede llevarse a cabo por

tinta o al agua. Una innovacién mds reciente en la obten~-

.el portador de imagen, en cuyo caso se forma una imagen

mente éustituiﬁa por la iitoérafig en offset,

En cualquiera de los dos casos, litografia en
directo o eﬁ offse%, existe un cpmﬁn denoﬁinédor, y es és~ |
te,el que tanto las 4reas de impresidn como las de no impre
siénrestén esencialmente en el misﬁo plano en el portador
de imagen, y que las 4reas de no imagen deben tratarse qui
micamente para rechazar la tinta y, después, que debe man~
tenerse esta capacidad de rechazo de la tinta'en las dreas

de no imagen duremte la impresién por humedtacién,de la plg

presidn,.
AY

El proceso depende asf{ de la adicién de un ma~-

ta, para seleccionar &reas en la placa con la imagen as{
como del mentenimiento de un equilibrio entre tinta y agua
durante el proceso de.la impresidn.

La obtencibén de la placa planogréfiéa o la foi

une gran variedad de caminos que incluyen la utilizacibn
de un substrato met&lico recubierto.con una capa fotosen-
sible, tal como un diazocompuesto para formar un negativo
o -positivo de una imagen aplicada fdtograficamente, as{ co
molﬁlacas bimetllicas que una vez recibida la imagen pue-
den grabarse selectivaménte, con un patrdn de estarcido
fotomecénico, y obtenerse asf &reas de imagen y sin imagen

que tengah metales de sensibilizacién preferencial a la

cién de patrones planogrificos supone la utiliz§ci6n de la

electrofotografia o xerografia para obtener la imagen en
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‘gen de polvos, La imagen de polvos, revelada, puede trans—

ferirse entonces a un substrato de aluminio y fundirse allf

¢ién de repelentes o rechazantes de tinta, para tener asi

| aceptada preferiblemente por la imagen del, entonador y’re-

" eohesibén, rechazar8 una tinta ole6fila o a base de aceite.

electrosttica latente sobre la superficie de un recub?i-'
miento de fotorespuesta que se revela después con las par-

tfculas de un entoriador electroscdpico para formar una ima-

para dar un patrbn planogrifico, aunque, como en log otros
métodos de obtencidn del patrbén descritos, debe aplicarse
una solucidn para convertir las &reas receptoras de tinta

normalmente sin imagen del substrato de aluminio a la condi

una base para la imagen del entonador depositada relativa-
mente receptiva de tinta, Después de la modificacibn de las

&reas sin imagen, se humgdece la placa con una tinta que es

chazada por las fireas sin imagen convertidas en hidréfilas.
Puede verse, por lo tamto, que independiente-
mente de los medios de obtener la imagen en el patrdn ple-
nogréfiqo, el sistema de imp?esién depende completamente
del concepto de que una peliéula de agua que recubra las

freas sin imagen de un patrdn de imprenta, siendo de débil

De'esta forma el equipo de imprenta deﬂé variedad planogné
fica; paxrticularmente del tipo offset, neéesita la presen=—
cia de distinto equipo mechnico para la aplicacidén por se-
parado de¢ i "solucidn fuente" a base de agua, asi cémo.tig
tas pralel patrbn con is imagen, que incluyen equipo de almg -
cenamiento de estos materiales en contidad adecuada péra -
una operacidén continlia, medirlos como se reguiere durante
el proceso de impresibn, transpoftarlos desde el lugar de

almacenado el portador de imagen de imprimir, y distribuir
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7.portador de imagen. Se puede’ ver, por tanto, la gran canti

sibén, Por lo %anto, la formulacidn de la solucibén “"fuente',

los adecuadamente en forma de ﬁelicula a la‘superficie dei

dad de equlpo requerido para llenar s1mp1emente esta fun-

¢ién, sin decir nada del mantenimiento_del delicado equi}i
brio que exis%e entre-tinta ¥ solucién fuente, ambos repe~
1liéndose mutuamente, creéndose asi numerosos ﬁroblemas i~
sicos en el control y manejo, los cuales'cambian constante-
nente durente el periodo de la marcha de ia impresién. Aso
ciado a esto estén las dificultades de mentener la consis-
tencia adecuada de ;é soiucién fuente y evitar la emulsibn |
dg la tinta por "corrieﬁte de retfoceso“ de la solucién
fuente a los rodillos de entintado durante el funcionamieﬁ—
to de la méquina, as{ como la corriente de la solucién fuen
te al cilindro de offset, humedeciendo asi-la.hoja reéepto-

ra de imagen ocasionando abollsduras y cambios de dimen—

con reférencia a lo dicho, para resolver algunos de estos-
problemas ha llegado a ser una dificultad y pide habllmdad.
La 1mpresm6n planogréflca, por tanto, a despecho de 1os nu-
Nerosos avances realizados con ella, depende alin en alto
grado de la destﬁeza del opera;io eﬁ c&ntrolar el eqﬁili—
brio entre tinta y solucibn fuente,’tanfo inicialmente co-
mo durante las condiciones constantemente cambisntes de la
marcha de la impresion . Ademés, en- contraste CON e minme
la eliminacidén completa de la solucibén fuente, la mayoria
de los avances en la especialidad se han @irigido hacia me
@ios de aplicacidn de la solucibén fuente, o de controlar .
la agplicacidn de ella, para resolver la completa dependen—
cia sobre la habilidad del operario pafa resolver los pro-

blemas que se vén presentando,
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Una aproximacibn dife?énéé a las anterioreé pé—
ra la resblucién de los problemas con las soluciones fuente
descrita en las Patentes U.S. 3.511.178, 3.67%.178,' |
3,606,922 y 3,632,375, supone la eliminacién completa de la
necesidad de ﬁna solucibén fuente o de la aplicacién de
"agua" para rechazo de la tinta en &regs sin imggen. Esto

se consigue con la utilizacidn de una base "abhesiva" rara

-

imagen receptiva de tinbta que es sustanoialmente>repelente

a la tinta 1ndepend1enbemente de si estl o no 1mpregnada

con solucibn fuente acuosa, Esta base "abhesiva" que es re-

pelente para la tinta de imprenta mantienq realmente ;a tin
ta sin cuartearsey sin-trmsferirse desde los rodillos de en-

tintado, eliminando asi la necesidad de la solucién fuente

' pare repeler la tinta, Este tipo de sistema planograflco se

caracteriza por lo tahto por ser un sistema de 1mp1es16n
planogréfica "seco! o "anhidro". La base "abhesiva" en pla-
cas de este tipo esti proporcionada por gomas de silicoha
curada 0 elastémeros de siligona, que cuando estén "secas",
es decir sin ser mojadas por agua, no aceptarém tinta de

imprenta desde un rodillo de entintado en contacto con

ellas. Por otra parte, aunque se ha eliminado la necesidad

de las soluciones fuente con los materiales "abhesivos" de
este‘tipo, no obstante, una placa que utiiiza estos mate-
riales que proporcionan'éfeas de rechazo de tinta presenta
problemas de obtencién de imagen, ya que aquéllas prépie@g
des del elastdémero de silicona que evitan la adherencia de
la tinta a su superficie también actlan evitando que las
plantillas de imagen tales como plantillas de imagen de en-
tonador se adhieren facilmente a su superficie. De esta for|

ma, los procedimientos que son adecuados normalmente para
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.mero. de 51llcona curado, ya que los distintos dlazosen31-

su mayoria, resuelven este problema por conétitucién de es=

~ luz, las &reas de imagen fotosensibles pueden o bien perma-

vertirse en una forma insoluble siendo eliminada con las

" éreas receptivas de tlnta, frente a base de elastémero re-

'pelente a la tinta.

' . . L PR .
tratemiento mecénico o -quimico, adicional,.asi como tiempos

73
B ~m||5('|'1|’£;§

sengibilizar patrones 1itogréf1003vno son édecuados para
placas planogréflcas que tlenen un recubrimiento de elast6
bilizadores o reveladores fotogréflcos no se adhleren blen

a tales superficies, Por tanto las anteriores patentes, en

tructuras multicapa con una capa fotosensible entre o sobre -

la capa abhesiva. De esta manera, una vez expuestas a_lar
necer en forma soluble que se deshace o deslava, 6 b;en con

freas sin imagen. De‘esta forma el substrato queda'éxpues-

to a &reas donde tiene 1ugar la ellmlnaclén proporclonando

Cualquiera de los sistemas de obtencibén de ima
gen propuestos hésta ahora con este tipo de placas plano-

gréficas, emplean técnicas fotogrificas que necesitan un

de exposicién muy largos para producir una imagen. Esto no
solo reduce la velocidad global de uﬁa operacidn completa
de impresién; éue incluye la pfeparaciéﬁ del patpgﬁ,sino
qué.ﬁambién requiere el empleo de una placa planogrifica
que debe construirse cuidadosamente’ para téner una capa fo-
tosensible, una capa abﬁesiva y un medio para asegurar la
adherencia éntre estas dos capas, en vistas a proporcionar
una imégeﬁ.correcta ¥ una larga vida Gtil en una impresién
continua. '
Considerando los métodos de obtencidén de ime~
gen digponibles para reprodugcién la e;ectrbfotografiavy

¢
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técnicas relacionadas ofrecen, la ventaja de la sencillez, -

‘anteriormente, De esta menera, la produccién de patrones de

da" podria, en principio, transferirse facilmente a una

fotosensibilidad y.velocidad, lo cual no se alcanza genera;'
mente con las téenicas de reﬁroducci6n fotogrifica conven-
cionales. Seria por tanto muy desesable si las técnicas de -
obtencidén de imagen de eéte tipo pudieran adaptarse a la
consecucibén de &reas dé imagenvreceptivas de tinta de elq§'
témeros "abhesivos", que rechazan la tinta, del tipo citedo
; .

imprenta podria simplificarse mucho, eliminando la nébesi-
dad de técnlcas fotogréfmcas complejas en la producclén de
placas. Por eaemplo, ya que las 1mégenes electrofotovréfl—
cas 'se "revelan" con particulas de entonador,. sobre una su

perficie fotoreceptlva, esta 1magen electrostétlca "revela

superficie "abhesiva" para proporcionar un patrdn de impren
ta, eliminando as{ la necesidad de cualquier tipo de capa

fotosensible en el recubrimiento abhesivo para formacidn
de imagen. ‘ -

En las solicitudes de Patentes U.S., nlms, de

serie D/(3573), D/(72161), D/(72162) preséhtadas
1973, se describen patrones de imprenta y nétodos para su

prpduccién. Los procedimientos descritos en ellas wtilizan
las'propiedades'de un precursor de goma de silicona de un
elastbmero de silicona, para obtener una.superficie con
adherencia para una plantilla de imagen en particulaé, con
10 que se resuelven las dificultades de emplear un elastb~
mero curado como superficie recgptiva para una plantilla
de imagen en particulas. Aunque los procedimientos citados
son muy adecuados para la obtencidn de patrones de imprenta,

sin embargo, dependen enteramente de una etapa de "post cu




10

15

20

28

30

T,

rado" para convertir la goma de silicona a la condicién

, elastémera y proporclonar con ello una superficie adecuada

a los propdsitos de la 1mpres;6n. Ta ellmlnaclén de esta y

otras etapas de tal procedimiento representa,, pues, una me|

"ta deseable.

Es, por lo tanto, un objeto de la presente in-
vencibén, proporcionar un nuevo patrdn de imprenta con ima-

gen, pabtrdén de imprenta que sea adecuado para los prcp651-

tos de la impresibén, particularmente impresidn planogréfl—

C8.e

Es también un objeto ‘de la presente invencién

un método de obtencidn de un patrén de imprenta tal que ten

ga una superficie que reghace la tinta y que sea ﬁt{I'en la

e

aplicaciones de la impresibén, y que no dependa de una etapa
de "post curado” para dar una superf1c1e de rechazo de la
tintea. )

O0tro objetivo es la inﬁlusién sobre el ﬁaﬁrén
de imprenta, que tiene una sgperficie de réchazo de la tin
ta, de una imagen que es~recéptiva de tinbta y capaz de ser
empleada en aplicaciones de imprenta.del tipo planografico.

Adn otro objeto de la presente invenciéﬁ es proj
veer con una imigen el patrdn de imprenta, que tiene una sy
peéfioie de rechazo de tinta, con una imagen electrostitica

revelada, proporcionando con ello un patrbéu con imagen que

'es capaz de reproducclén planogréfmca.

Otro objeto de la presente 1nvenc16n supone un

procedimiento para imprimir, utilizando un miembro con la

‘plantilla de imagen en particulas que tiene una superficie

de rechazo de la tinta, y una imagen receptiva de tinta

que funciona en un sistema de imprimir del tipo planogréfic
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nar éreas de la bagse de rechazo de tinta.

mo

en particulas a dicha capa para dar un patrdn adecuado pa-

~ composicidén polfmera heterofésica gue tiene una fase sili-

'asi como la capacidad de mantener una plantllla de imagen

s1n necesidad de una solucmén fuente acuosa para proporcmo-

Otro obaeto es, por tanto, dar un procedlmlen-
to de impresidn litogré&fica en directo o en offset que eli
mina la necesidad de una solucién fuente acuosa pars pro-
porcionar el rechazo de la tinfa en freas sin imagen del
patrdn, , / , ' ot

' | RESUMEN DE A INVENCION .

P

La presente invencién supone un método de obte-

ner un nuevo p;trén de,imprénta que comprende:recuﬁfimien—
to de un substiato adecuado con una capa de una combEéi—
cién polfimera heterofbsica que tiene una fase de silmoona,
dep6llt0 de uﬂa plantilla de imegen en particulas tal co-
uia plantilla de imagen de entonador, sobre la gqperfl-

cigide dicha capa § fusién del mencionado patrén de- imagen

ra imprimir. La plantilla con la imagen fundida‘proporciona
&reas receptoras de tlnta sobre la capa, que por otra parte
es repelente de tinta en ausencla de agua o golucidén fuente

Especificamente, en la presente invencidén, una

cona.proporciona la superficie de rechazb de tinta para el
patrbn de la presente invenciéh, teniéndose asi varias ven-
tajas sobre el empleo de un elastbémero de silicona. Espe-
cificamente, estas ventajas incluyen la ausencia de éual—
quier tipo de etapa de entrecruzamiento o "curado" quimico

para dar una superficie elastémera que sirva para imprimir

en particulas para propbsitos de impresidn sin el separado

inmediato de la plantilla de, imagen durante el entintado
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' polimero con una temperatura de trensicién vitrea (Tg), si

-12 -

como ocurrlria normalmente con un elastémero de silicona.’
La composicidn polimera heteroféSLOa citada de

la presente invencidn comprende preferiblemente copolfme—

08 tribloque‘y multibloque con una fase siliconas La fase

no silicona de 1a composicién citada comprende un material

est en estado smorfo, o un punto de fusibn, si esté en es-
tado cristalino, por encima de cualquien températura é1oan
zada durante la impresidén, para dar una composicidn que pex
manece 1ntacta y flexlble sin volverse pegaaosa en ﬁlngun

caso a.las elevadas temperaturas- durante la 1mpresm&n. .

v . TLos copolimeros tri~bloque o multlbloque que
tienen una fase 5111cona y con31dé£ados pars ser utl*xzados
en la presente 1nvenc16n son aquellos polimeros del tipo
que tienen secuencies lineales de una clase de "monémero“
seguida por una secuencia lineal de la segunda unided "mo
némera”. E1 copolimero tri-bloque se refiere a un polimero
del tipo representado genericamente por la férmula (ABA);
en que A y B comprenden los ;onémeros respectivos del copo
1{mero. Por otnaparfe, el copolimero multibloqhe puede xé—
presentarse genericamente por la f6rﬁula.(AB)n en la que A
y B comprenden de nuevo los reépectivos'mon6meros conside~
rédos. En la situaci6n presente, una de las unidades noné-
meras comprende un pollslloxano o fase silicona pars dar
una composmclén polimera que repele la tlnta sin necesidad
de solucién acuosa de humectacidn, proporcionando con ello
una superficie adecuada para el patrdn de imprenta, Las com
bosiciones polimeras presentes son por ello adecuadas para
superficies de rechazo de tinta del patrbn de imprenta cuay

do se moldean a partir de una solucién y se secan al aire
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gin entrecruzamiento quimico o curado.

" dene. La plantl}la de imagen fundida sobre la capa propor-

~ la. presente invencién, formado, y su estructura.

trén de imprenta y método de obtencidn del mismo comprende

un substrato 1 que puede ser, en geﬂéral, la mayoria de

A la capa polimera heterofésica se funde una
plantllla de imagen en particulas, tal como una plantllla |
de imagen del entonador, proporclonando 1a fase no silicong
de la capa, una fase compatlbl@ fisicamente con la planti-
1la de imagen en particulas, con lo que provoca la adheren

cia entre la capa y la plantilla de imagen cuando se_fun-

ciona lugares de recepclén de tinta sobre la capa polimera
heterofésica q‘ue contiene silicona b4 que rechaza laﬁ _ta.n'ba,
permitiendo é# entintado y ia impresidn del patr6n‘£9;ma-
do, en ausencia de una solucién fuente. s

!
BREVE DESCRIFPCION DE LOS DISEROS

La figura 1 representa el patrbdn de iqﬁé?ﬁta g

La figura 2 bepreéenta el patrdn de imprenta .
de la presente invencidn que lleva la imagen de-una plan-
tilla de imagen en partiqﬁlag. _

La figura % ilustra una vista lateral del pa~
trén de imprenta de la pfesente invencibén que lleva la ima
gen de una plantilla de imagen enrparticulas. '

La figura 4 ilustra una vista lateral del pa-
trbn de imprenta de la presente invencién cuando esté pre-
pérado para imprimir, teniendo las &reas de imagen que pug
den recibir la tinta. _ _

DESCRIPCION DE LAS REALIZACIONES PREFERIDAS

Con referencia especifica a la figura 1, el pg

cualquier tipo de material autosoportable que incluye me-
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| para el substrato es que proporcione la adherencia sufi-

' que\cumpla las condiciones funcionales antes mencionsdas.

- Los materisles adecuados, en general, para la capa de re-

chazo de la tinta incluyen copolimeros de organopolisiloxs

como mezclas de polimeros de organopolisiloxano, Estos ma=

-14 -

tales, plésticos, pépelg etco,'ejemplos de los cualés in=
cluyen aluminio y otros metales, polmester, pollcarbonato
Yy pollsulfona, nylon y otros materlales polimeros relativa-

mente estables al calor, etc. El fnico requisito funcional

ciente para la capa de rechazo de la tinta aplicada, asi
como queé posea suficiente estabilidad térmica'y mecénica
para permitir su uso en las condiciénes, axﬁpli‘amente"vz:aria-
bles de impresidn y maneao del material. La presente inven
cibén no intenta, seglin esto, quedar llmltada con respecto

al material espec{fico adecuado para el substrato, con tal

El substrato 1 se recubre después con una capa 2 de ﬁha'cq_
posicidn polimera heterofésica que contiene silipona para

der una superficie que repele la tinta para la impPesifn.

no prefériblemente copolimeros tribloqﬁe y multibloque, asd

teriales polimerqs_heterofésicos tienen una fase de silico
na, tal como organ0polisiléxano N uné fase no silicona que
puede seleccionarse dentro de una gren farie&ad de mate-
riales talés'como poliestireno, poli(e¢~metil-estireno),
poliesteres, poliamidas, polimeros acr{licos, polimeros vi
nflicos y poliuretanos. No se intenta que los materiales
adecuad;s para la capa de-géchazo'de tinte de la presente
invencibén queden limitados por el tipo de fase no-silicona
de los materiales heterofésicos, aunque, como minimo, la
fase norsilicona deberd tener, si esté en estado amorfo,

una temperatura de transicién vitrea Tg de por 1o.menos la
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_ heterofisica de suficiente flexibilidad y resistencia para

‘que, son esencﬁalmente de carécter elastbémero en ausencla

fracciones duras forman cruzamiento fisico.que no permite

‘sar de una a otra aunque los segmentos blandos pueden-es-

| mera heterofésicas de la presente inVencién haya una rela-

-15 - .

temperatura ambiente, asi como proporcionar una composicidn

1la impfesién. 5i la faée es de naturaleza cristalina debe- |
ré tener un punto de fusidn de por lo menos la temperatura.
ambiente por las mismas razones,

Estas composiciones heteroffsicas tales como

los cOpolimeros:de organopolisiloxano tribloque y multlblo—

de entrecruzamlento quimico porque al contener las fracclo-
nes de la molécula que no son sxllcona ¥ btener una tnmpera-
tura de tran51016n vitrea de al menos la temperatura am-~

biente actdan como puntos de matriz y se-asocian- engaaando

| . - ,
uno con otro para formar, la composicibén heterofésica. Las
la fluencia de las cadenas completas del polimero béré pa~

tirarse, impartiendo asi las propiedades elastéﬁeras a los
materiales. \ "
Aungue no es limitativo, se prefiere que para

las propiedades de rechazo de tinta de la composicibén poli

cién_en peso entre 95 y 50 partes de la fase silicona a

5 -~ 50 parfes de polf{meroc no-silicona. Con esta relacidn
de fase gilicona a polimero de no-silicona, la composicibn
heterofésica resultante d4 una capa flexible con una'buena
estabilidad mecénica para la impresidén asi como 6ptimas
propiedades de réchazo de la tinta. .

. Los copolimeros con una fase silicona preferi-
dos particularmente incluyen coﬁolimeros tri~bloque y mul

tibloque de un organopolisiloxano con poliestireno y
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velopment, Volumen 10, Pigina 10, (Marzo 1971) ¥ Macromolé-

-ta ¥y el substrato 1 para mejorar la adherencla~de la;qapa

" de o onocidas propledades adhe31vas. Es deseable 51n embar-

~tre 0,5y 15 micras.

P ~16 =

poli(o< -metilestireno), En I e EC Product Research and De-

culas, Volumen 3%, Pigina 1 (Enero-Febrero, 1970), se des-
criben copolimerqs de este tipo y métodos para su prepara-
cibn, respectivamente,

Si se desea, se puede proporcionar una cepa in

terfacial adhesmva entre la superficie 2 de rechazo. de tin

ie rechazo de tinta al substrato asi como para mejopép la
flexibilidad yfpropiedadgs mechnicas del patrén devimpren-
ta. Los tipos iarticulares de materisl que son adecﬁQdos Pal
ra esta capa opcional 1ncluyen distintos materlales adhe~

sivop tales como epoxmresmnas uretanos y otros materlales

go evltar el empleo de un material ‘que se degrade bago las
condiciones de la 1mpres16n por la posibilidad de que rom-
pa las caracteristicas de rechazo de tinta de la composi~

cibn polimeia heteroflsica que repele la tinta. El espesor
de esta capa opcional no és ;ampoco eritico para la précti-
ca de esta invencidn.

‘ El espesor de la capé 2 Aué féchaza la tinta
varlaré naturalmente, dependlendo del materlal, su flexi~-
bllldad y las partlculares propiedades mecénicas buscadas,
¥ la presente 1nvenc16nxno lntenta.ser limitativa a este
respecto, Tipicamente, la ﬁapa 2 de rechazo de tinta ten-

drd un espesor entre 0,1 y 50 micras y preferiblemente en-

Tos maberiales que proporclonan la superficie
de rechazo de la tinta asf como la capa interffsica opcio-

nal, o capa adhesiva, se aplican de forma convencional,
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~disolventes aromiticos y aliffticos corrientes. A continua

va para la plantilla de imagen en particulas asi domd’una

" cular a las figuras 2 y 3, se deposita, sobre la superficie

"tfculas a la de una imagen electrostética latente que se

-l7 -

blen por ﬁoldeo con disolvente o recubrimiento de inmer~
sibn del substrato, o técnicas similares, despubs de diso-
lucidn en disolventes orgénicos tipicos tales como benceno,

hexano, heptano, tetrahidrofurano,tolueno, xileno y otros .

cibn del moldeo con disolvente sobre el substrato, se deja
secar el recubrimiento en las condicioneg del ambiente pa-
ra eliminar las trazas de disolvente, aunque no se necesi-
ta posterior tratamiento para tener una superficie récepti
capa repelente de tinta para la impresién. B

, A continuacién de la aplicacibn del material

que rechaza la tinbta al §ubstrato ¥ con referencia9§aﬁti—

de la capa que rechaia la tinta 2, una plantilla do” ima~-
gen en partfculas tal como una plantilla de imagen de-ento

nador 3, correspondiendo dicha plantilla de imagen en par-

revela preferiblemente sobre una superficie fotoconductora
separada y se transfiere a la superficie que rechaza la
tinta. E1 m&todo de obtencién de la plantilla de imagen
dgpositada puede, naturalmente; conseguirse siguiendo una
grgn'variedad de técnicas que incluyen la electrofotogra=-
ffa, que supone la carga electrostitica de una capa aislan
te fotoconductora seguido de la exposicién de una pléntilld
a una radiacién activante tal como la luz que disipa se-
;ectivamente la carga en las &reas iluminadas de la capa
aislante fotoconductora mientras deja una imagen electros—
thtica en las &reas sin iluminar. Esta imagen latente elec

trostédtica puede revelarse para dar una imagen visible por
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~ te div1d1das, sobre la superflcle de la capa alslante foto

cluye los descritos en forma general en Pat. U,S. 3.384,564;

pmesentada 6 Enero 1971, ahorsa abandonada.

'clon como se sefialan en la Solicitud de Patente u. S. nums.

rechazo de tinta y proporcionar con ello 4reas de iﬁégen

- 18 =

dep6s1to de partlculas de marcado electrosc&plco flnamen- i

conductora. Otro medio de formar la plantilla de imagen 9n

particulas resultante,. para la obtencién de imégenes, in- -

Solicitud de Patente U.S. n2 de serie 104,398 preséntada 6
Enero 1971 y solicitud de Pétente U.S. n° de serie 104,389, -

) Las técnicas de obtenclén de imagen por mlgra~
837,591 y 837. 780,presentadas las dos 30 de Junio 1969, se
pueden emplear tamblen parea obtengy una plantilla dg.;ma-
gen én particulas que pueda traéladarse a la superf{éie de |
alli,'paré los propbsitos de la impresién. Otros medios de
obtener la plantilla de imagen eﬁ particulas incluyen la
impresidn electrostética y reproduccidn electrogrifica co-
mo se describe en la Pat. U. S. 345634734,

En cuanto al revelado de la imagen electrosté-~
tica, los medios de revelado serén lps dictados por la téc
nica de reproduceidn particular, pero pueden emplearse los
de xerografia convenclonal revelado en cascada como se se-
nala.en las Pat. U.S. 2. 618.551 ¥ 2. 618.552, revelado de
niebla como se descrlbe-en las Pat, U.S. 2.725.305 y
2,918,910 y revelado de cepillo magnétlco como en las Pat.
UeSe 24 791 149 y 3.015,305, _

_ " Ta presente invencién no intenta quedar limi~-
tada en cuanto al tipo especffico de material en particu~
las utilizado para el revelado de la imagen latente, aun~-

que al menos éste deberf ser compatible con la fase no si-
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~ teriales que pueden emplearse estin los deécfitos en la

imprimir, Ie técnica especifica de flaado para formar una

licona de la capa dé rechazo de tinta, Entre aquellos mas=

Pat. UsS. 2,788,288, 3,079,342 y Re: 25,136 que comprenden
tipicamente distintos polimeros de estireno, copolimeros.y
otros diferentes tlpos de materiales termopléstlcos qul-
bles. Existen otros tipos de materlales en particulas ade~
cuados para formar una plantilla de imagen coherentgvy:para
adherirse a la capa de rechazo de la tintsa. i “:i
l_ A continuacién de la aplicacién de la p;épti~

lla de imagen en particuias 3 a la capa de rbchaéo'dé tinj
ta 2 y con referencia a la figurs 4, se lleva a caﬂé'ia £i |
jacidén de la plantilla de imagen para dar una imagéh“esfa-

ble coherente 4 que es xneceptora de tlnta Yy adecuada para

-~

plantilla de imagen coherente dependerd, por supuesto, del
tipo de materiales en particulas utilizados para revelar
la imagen latente, aunque si se emplean materiales termo-:
plésticos con este prop631to, puede realizarse la fijacibn
de la imagen blen por calor o con vapor dependiendo del
substrato y de la propia preferencia. Ambas técnlcas son
bien conocidas en la técnica e}ectrofotogréfica para dar
una. plantilla de imagen de entdnador coﬂesiva.

_ El patrbén de imﬁrenta con la "imagen sobre é1"
puede después emplearse: en una operacidn de impresidn pla~
nogréfica, incluyendo tanto la litografia en directo como
en offset, eliminado el sistema de humectacibén, y trabajar
en operacién de impresibén continua para proporcionar co-
pias de imprenta aceptables. El entintado del patrén puede
lievarse a cabo empleando cua;quier tipo adecuado de dis-

positivo de entintado como los que se emplean convencional
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~ticulas y del‘grado al que 5e humedezcan con la tinta ele-

quilen)glicoles, barnices de aceites secantes, lacas & re~

' mical Publlshlng Company New York, New York.

-0 =

mente en el equipo de la'litografia directa o en offset,
Las tintas tiplcas que pueden ser adecuadas pa-
ra emplearse en la- presente invencidn denenderén especlfl-

camente de las propiedades de la plantilla de imagen en pax

gida., Ias tintas preferidas incluyen tintas & base de cauch
asi como las de tipo olebfilo, cuyo vehfculo deriva de dis~’
tintos materiales olebfilos tales como hidrocarburos aro-

miticos y aliféticos, glicoles, aceites vegetales, péii(ql

sinas ;iquidas. Otros tipos especificos de tintas que po-~

drén resultar adecuados incluyen los descritos en forma ge

neral en Printing Ink Technology ﬁor E,A. Apps. (1959) Che

La capa de rechazo de la tinta del patrén de
imprenta de la presente 1nven016n proporciona asf &reas de
fondo o Areas sin inagen que no dependen de la aplicacidn
de una soluclén fuente acuosa para evitar la impresién en
las &reas de fondo y el patr6n de imprenta resultante es
capaz de operar sin sistema de humeqtaclon en el equipo de
imprimir; . o .

Habiendo asf descrito en fofma general la pre-
sente invencién, los siguientes ejemplos describen la pre-
sente invencién en formas de realizacién mas efpecificas. aumnque los
siguientes ejemplos no intentan ser limibtativos en cﬁanto
al campb de la presente invencidn,

 EJEMPLO T

Se prepara una serie de batrones de imprenta

como sigue: se recubre por inmersién una serie de hojas de

aluminio con una solucidn en xileno, de los siguientes ma-
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teriales polimeros heterofésicos:

Placa 1 copolimero multlbloque de 50% de polldl-
. metilsiloxano y 50% de poliestiréno

Placa 2 copolimero multibloque de 70% de pollme-
tilsiloxano y 30% de poliestireno ;

Placa 3 . . copolimero multibloque de 50% de polldlne
Eg%olloxano ¥y 50% de poll( -metilestire=
Se prepara una cuarta blaca como se desqribe
srxiba utlllzando una goma de silicona’ RTV 650 de la Gene
ral Electric Company, Waterford, New York, que se de1a cu~
rar a la temperatura amblente para pasar a la cond%916n
elastbémera para dar una'superficie ﬁue rechaza la tiﬁta
que ‘comprende un 100% de elastémero de silicona. Eséa‘pla-

ce se prepara paré que sirva de placa de control para los

ensayos de impresidn comparativos frente a.aquellasqblacas

que llevan la silicona que contiene composiciones pélﬁme-
ras heterofésicas como ‘capa de rechaze de tinta,

Todos los recubrimientos se dejan secar al ai-
re para eliminar el disolvenpe residual dejando que las ca
pés de material de rechazo de la tinta queden con un espe-
sor entre 5y 8 micbas._Después de esto, se revela en cas—~
cada con entonador Xerox 364 una sefie de imdgenes electrog_'

taticas latentes de prueba con un aparaﬁo Xerox Modelo D,

después de lo cual las imdgenes se transfieren electrost

ticamente a cada una de:las cuatro placas anteriores. El

fundido de la plantilla de imagen del entonador se 1ieva

a cabo calentando durante 10 segundos a una temperafura de

1759C. |
La placa de rechazo de tinta que. lleva la ima-

gen se enfinta entonces vigorosamentbe é mano utilizando

una tinta a base de caucho, Van Son Holland "Black", 10850
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 de Van Son Holland Ink, Corpération of América, Mineolg,A

~sitivo de entintado falla en la ellmlnaclon.de.la-imageu de

gen latente electrostitica, se revela en cascada con ‘ento-

'.prensa AB Dick %25b y se entinta con una tinta a base de

New York‘ después de lo cual las placas entintadas se poney
en contacto con el papel para hacer las copias 1mpresas.

Se observa que, al entinbtar v1gorosamente a mano, el dispo

entonador fundida en cualquiera de las placas de la 1 a la

3'y,baunque este entintado ée haga con la mand,'el_@ispo-

sitivo de entintado retira totalmente el entonador Q9:la

placa Be '
EJEMPIO II

Se prepara un patrdén de imprenta por d1s01u016r

de una composicibén polimera heterofésica en x1leno con un

nivel de sélidos de un 10% que comprende un cepolimero mul
tibloque dimetilsiloxano (ac—metilestifeno) (90/103; Des-
pués de esto la solucidn se extiende sobre un subétréto de
aluminio y se seca a 752C durante S'minutos;

El substrato, con la cepa aplicada, se emplea

con un aparato Xerox Modelo D, con lo que se forma una ima
i

nador Xerox 364 y se transfiere al substrato que tiene la
capa aplicada, El patrbn con la plaﬁtilla de imagén apli-
cada se funde calentando durante 2 minubos a 175°C para
dar una 1magen de entonador cohesiva.

El patrén fundido se coloca entonces sobre una

caucho,VVan Son Holland "Black" 10850, de Van Son Holland
Iﬁk, Corporation of America Minepla, New York, Ia prensa

trabaja seglin el método offset para'dar entre 400 y 500 co
pias empresas sin necesidad de una solucibén de humectacidn

con agua.,
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" EJEMPLO III
Se prepara un patrdn de 1mprenta con un subs-

trato ‘de alumlnlo y un dlsolvente, recubrlendo el substra-

.to con una prlmera capa de resina de uretano Monothane E-?O

de Henley and Company, New York New York, que se deja se—
car a 120°C durate 4 horas. Después de esto se aplica a la
primera capa un recubrimiento d¢funa composicibn poiimeﬁa
heterofégica, utilizando recubrimiento con disolventé, a
partir de una solucibén de un 10 por ciento de séli@@g_eh xi
leno, un copolimero multibloque dimetilsilokénO, estireno
(70/30) que se deja 1ueéo secar sobre la primera cava.

) "~ Después de esto, el patrdn formado se carga con
la imsgen utilizando un gparato Xerox Modelo D, cbn,lo que
gse forma una imfgen latente electrostéfica3 se reve;%fen
cascada con un entonador Xerox %64 y después se traslada
electrostiticamente al substrato con el recubrimiento, El
patrdn que lleva la plantilla de imégen aplicada se funde
después calentando a 1752C dyrante 2 minutog para dar una
imagen de é&ntonador cohesiva. .

Se coloca después el patrén sobre una prensa

 AB Dick 325b y se entinta con una tinta a base de caucho,

Van Son Holland "Black" 10850, de Van Son Holland Ink, Cor-
poration of America, Mineola, New York, La prensa trabaja
segln el método de impresidn en offset para dar 1000 co-
pias impresas. Aunque se éepara una pequeila cantidad de la
imagen del entonador, no hay separacidn de la capa 'de re-
chazo de tinta desde el substrato,. |
EJEMPLO IV
Se prepara un patrbn de imﬁrenta por recubpi-

miento con disolvente de un substrato de aluminio con una
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(75/25) dejando después que se seques

limitado solamente por las adjuntas reivindicaciones,

._24;

composicién polimera heterofésica que consiste en un .copo-

1imero bloque dimetilsiloxano ~ sebacato de hexametileno

Despubs se.fevela eﬁ cascada una imagen elec-
trostética latente, empleéndo un aparato Xerox Modelo D,
con una composicidn de entonador que comprendé poli(sebaca
to de hexametileno) y un 5 por ciento de negro de humo; y
se transfiere electrostaticamente al substrato-recubiefto.
Se calienta entonces el conjunto a 902C durante 1 mihuto

para fundir la imagen de entonador y después de enfrlado

se vé que existe una buéna adherencia emtre la capa polime
ra heteroffsica y la imagen. Se entlnta el dlspos1t£§6 con
tinta litogrifica Pope ana Gray 2441 de Pope and Gray Di-
visibén of Martin Marietta Corporatlon, Cllfton, New Jursey
y de &1 se obtienen copias impresas de fondo bago. -
Habiendo descrito la presente inveneién con re
ferencia a estos sectdrés especificos, se comprende que |
puedan hacerse numerosas variaciones partiendo del espiri-
tu de la presepte invencibn ; se intenta comprender tales
variaciones razonabies 0 equivalentes dentro de su campo,
-En resumen, la Patente de Inveﬁc16n que se so-

llclta deberé recaer sobre las siguientes

REIVINDICACTIONES

1. Un método de produccibdn de un patrén‘de im
prenta que comprende:

a) suministro de un substraﬁo adecuado;

b) recubrimiento de dicho substréto con una
capa de silicona que contiene una composicién polimera he-

terofisicas
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c) depésito de und plantilla de imagen en pgﬁ
ticulas sobre la mencionada capa; y

a) fijédién de la mencionada plantiila de ima

"gen sobre dicha capa con lo que la mencionada plantilla de.

imagen proporciona f&reas receptivas de tinta,

2, Un método segin la reivindicacién 1 donde

dicha capa tiene un espesor entre 0,1 y 50 micras. - -

3. Un método segin la reivindicacibn l~§5nde
1a mencionada composici6n heteroffsica polfmera est .se~
leccionada dentro del grﬁpo qué consiste en.copolimepos de =
organopolisiloxano y mezclas de poiimeros de organopolisi-
loxano. ‘
7 4, Un método segin la reivindicagién'3 AOnde

dichos copolimeros de organopolisiloxano comprenden copo-

1{imeros de organopolisiloxano y un material polimero en es
tado amorfo que tiene una temperatura de transicidn vitrea
de por lo menos la témperatura ambiente,

5. Un método segiin la reivindicacién 4 donde
dicho material polimero est& en estado cristalino y tiene
un punto de fusidén de al menos la temperatura ambiente.

6. Un método segln la reiviﬁdicgcién 7 donde
dichas mezclas de polimerds de organopoiisiloxano compren~-
den una mézcla de un organopolisiloxano y un material po-
1fmero en un estado smorfo teniendo una temperatura de
transicibn vitrea de por lo menos la temperatura ambiente,

7. Un método segin Ja reivindicacién 6 donde
dicho material polimero estéd en estado cristalino y tiene

un punto de fusibén de al menos la temperaturs ambiente.

8. TUn método segin la reivindicacién 1 donde:

dicha composicién polimera heterofésica comprende entre'
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95 y 50'§értes.en peso dg un‘orgggopolisiloxano.

9. Un método segin la reiyindicacién 1 dbnde se intro-
duce una capa interfacial adhesiva entre la mencionada ca~
pa de composicidén polimera heterofééica que contiene sili-
cona y dicho substrato.

" 10. Un método segin la reivindicacién 1, donde dicha
composiéién polimera heterofésica es'un copolimero de or-
ganopolisiloxano.

11. Un método, segin la reivindicacién 10 donde dicho

copolimero de organopolisiloxano esta seleccionado_ﬁcntro

"del grupo que consiste en copolimeros tri-bloque y multi-

blogue que comprende copolimeros de un organopolisilcxano
¥y poliestireno. . -

R LY ’ » .
12, Un método, seglin la reivindicacidén 11, en el que

~ los copoliméros triblogue y multibloque mencionados com-

prgnden copolimeros de un organopolisiloxano y poliesti-
Teno. o .

13, Un nétodo seglin la reivindicacidn 11 en el que los
nencionados copolimeros tribloque y'multibloque comprenden
copolimeros de.un organopolisiloxano y poli (¢ -metilesti-
reno). -

14. Un método, segin la reivindicacidn 10,Aen el que
ia%papa interfacial adhesiva se suministra entre la men-

cionada capa de copolimero de organopolisiloxano y el men-
A

Y

cionado substrato.
15. Un método, seghn la reivindicacién 10, donde los

copolimeros de organopolisiloxano mencionados comprenden

-copolimeros de organopolisiloxano y un material polimero

en estado amorfo que’ tienme una temperatura de transicidn

vitrea de al menos la temperatura ambiente.

)
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16. Un méﬁodé;.segﬁn la reivindicacién 15, segln 6l
cual el material polimero mencioﬂado se encuentra en
estado cristalino y tiene-uﬁ punto de fusidn de al menos -
la temperatura ambiente. o

17. Un método, de auerdo con la reivindicacién iO,
segin el cual el mencionado copolimero de organopolisilo~
xano representa entre 95 y 50 partes en-peso de un orga-
nopolisiloxano. ' :

18..Un método, segin la reivindicacién 10, segﬁﬁ'el
cual el fijado se lleva a cabo por exposicidn al vaper
de un disolvente de la plantilla de imagen menciorada.

19. Se reivindica por Gltimo como objeto sobre =zl
Qué ha de recaer la Patente dé Invencibén que se solicvita
por: UN METODO DE ERODU&GION DE UN PATRON DE IMPRENTL.

Todo conforme queda descrito y reivinéicadO'en'lé‘pre-
sente Memoria descriptiva que consta de veintisieté pégi—
nas mecanografiadas y dibujos adjuntos. '

Madrid, 10 de Abril de 1974
BERNARDO UNGRIA :

\ DD
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